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OZET

COK KATMANLI BASINCA DUYARLI YAPISTIRICI

Basinca duyarh bir yapiskan esya tedarik edilir, esya (a) bir substrat (Sa),

{b) s6z konusu substrat (Sa) ile temas halinde, ASTM D7426-08'e gore dl¢iildiigii gibi
-10 © C Tg've sahip veya daha diisiik bir veya daha fazla akrilik polimer (POLb)
iceren bir bilesimin (Cb) bir tabakasi (Lb), ve (c¢) sdz konusu katmanla (Lb) temas
halinde bahsedilen polimerin agirligina gore agirhikca 20 ila 90 polimerize bir veya
daha fazla yiiksek alifatik vinil monomer birimi iceren bir veya daha fazla akrilik
polimer iceren bir bilesimin bir katmani (Lc) icerir. Aym zamanda, bir siibstratin (Sd)
bidyle bir basinca duyarli yapiskan iirtin ile temas ettirilmesi islemi ile yapilan bir
baglanmis esya tedarik edilmis olup, burada s6z konusu substrat (Sd) sdz konusu

katmanla (L¢) temas halindedir.
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ISTEMLER

1. Basinca duyarh bir yapiskan esya olup

(a) bir substrat (Sa}),

{b) s0z konusu substrat (Sa) ile temas halinde, ASTM D7426-08'e gore dl¢iildiigii gibi
-10 © C Tg'ye sahip veya daha diisiik bir veya daha fazla akrilik polimer (POLbD)
iceren bir bilesimin (Cb) bir tabakasi (Lb), ve

(c} soz konusu katmanla (Lb) temas halinde bahsedilen polimerin agirhigina gére
agirlikca 20 ila 90 polimerize bir veya daha fazla yiiksek alifatik vinil monomer
birimi iceren bir veya daha fazla akrilik polimer iceren bir bilesimin bir katmani (Lc)
icerir, ki burada bahsedilen bir veya daha fazla yitksek alifatik vinil monomer, serbest
radikal polimerlesebilen bir karbon-karbon ¢ift bag iceren ve ayrica izo-butil, tert-
biitil, 2-etilheksil, 8 ila 18 karbon atomuna sahip alkil gruplar, stearil, izoboril ve
bunlarin kanisimlarindan secilen yiiksek alifatik grupdan segilmis bir veya daha fazla

yiiksek alifatik grup iceren bir monomerdir.

2. istem 1 ‘e ait esya olup, adi gecen bir veya daha fazla yiiksek alifatik vinil
monomeri, bir veya daha fazla yiiksek alifatik (met) akrilat, bir veya daha fazla
yiiksek alifatik vinil ester ve bunlarin karisimlarindan secilir,
sz konusu viiksek alifatik (met) akrilat vapi (I) e sahiptir:
R" O
|
H.C—C—cC

O—R* (I
burada R’, hidrojen veya metildir ve
Rz, izo-biitil, tert-biitil, 2-etilheksil, 8 ila 18 karbon atomuna sahip alkil gruplari,
stearil, izojenil ve bunlarm karisimlarindan secilir; ve
stz konusu yiiksek alifatik vinil ester yap1 (1) ve sahipdir:
R" ©

H.C——Cc——cC O R® (D)

burada R2, izo-butil, tert-butil, 2-etilheksil, 8 ila 18 karbon atomuna sahip alkil

gruplari, stearil, izoboril ve bunlarin kansimlarindan secilmektedir.
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3. Istem 2'deki gibi bir esya olup, ad1 gecen bir veya daha fazla yiiksek alifatik vinil
monomeri, R1'in hidrojen veya metil oldugu ve (R2) izo-butilden secildigi yapiya
sahip bir veya daha fazla yiiksek alifatik (met) akrilattir, tert-butil, 2-etilheksil, 8 ila

18 karbon atomuna sahip alkil gruplari, stearil, izojenil ve bunlarin kanisimlar.

4. Istem 1'in esyas1 olup, buradaki bilesim (Cc), bahsedilen polimerin (POLc)
agirhigina gore agirlikca 40 ila 90 polimerize bir veya daha fazla yiiksek alifatik vinil

monomer birimi igeren bir veya daha fazla akrilik polimer (POLc) igerir.

5. Istem I'e gore bir esya olup, burada bahsedilen akrilik polimer (POLb) polimerize

edilmis n-biitil akrilat, izo-okil akrilat birimleri veya bunlarin bir karisimini igerir.
6. Bir siibstratin (Sd) istem 1 ‘e ait esya ile temas ettirilmesi islemi ile yapilan bir

baglanmis esya olup, burada sdz konusu substrat (Sd) s6z konusu katmanla (Lc)

temas halindedir.
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TARIFNAME

COK KATMANLI BASINCA DUYARLI YAPISTIRICI

Akrilik polimer igeren basinca duyarli yapistineilar (PSA'lar) istenen birgok dzellige
sahiptir. Ornegin, genellikle kimyasal reaktiflere ve UV 1s:i§ma kars1 diger birgok
malzemeden yapilan PSA'lardan daha 1yi1 diren¢ gosterirler. Poliolefin substratlarina
iyl yapisan bir PSA'nin saglanmasi genellikle istenir. Akrilik polimer igeren,
poliolefin substratlara iyi yapisma gosteren ve nispeten diisitk miktarda polimerize

edilmis yiiksek alifatik vinil monomer birimlerine sahip PSA'lara ihtiya¢ vardir.

Eric Bartholomew, "Diisiik Yuzey Enerjisi Alt Yiizeylerine Gelistirilmis Yapismayi
Gosteren Akrilik Basinca Duyarli Yapistinicilar™ (2011'de Basinca Duyarli Bant
Konseyi konferansinda Tech 34'te sunulan) polimerize edilmis diisiik ¢oztnrliik
parametresi Tg modifiye edici monomerlere sahip olan PSA'lan 6gretir. ABD Patenti
5,602,221, monohidrik bir alkoliin akrilik asit esterinin, polar olmayan bir etilenik
olarak doymamis monomerin ve polar bir etilenik olarak doymamis olmayan bir
monomerin reaksiyon esyasindan olusan basinca duyarh bir yapigtiniciyr agiklar.
Avrupa patent basvurusu EP 2573150 Al, bir birinci basinca duyarli yapiskan
katmana ve en az bir Karsit katmana sahip olan ¢ok katmanli basinca duyarli yapiskan
filmleri aciklar. Birinci basinca duyarli yapiskan tabaka, 2-alkil alkanollerin belirli
{met) akrilat esterlerinin (ko) polimerlerini ve istege bagl olarak C1-12 alkanollerin

belirli (met) akrilat esterlerini igerir.

Bulus, ekteki istemlere uygun olarak diizenlenmistir.

Mevcut bulusun bir birinci yOnii, asagidakileri igeren basinca duyarli bir yapigkan
esyadir.

(a) bir substrat (alt tabaka) (Sa),

(b) soz konusu substrat (Sa) ile temas halinde, ASTM D7426-08'e gore Olciildiigii gibi
-10 ° C Tg'ye sahip veya daha diisiik bir veya daha fazla akrilik polimer (POLDb)
iceren bir bilesimin (Cb) bir tabakasi (Lb), ve

{(c} soz konusu katmanla (Lb) temas halinde bahsedilen polimerin agirligina gore

agirthkca 20 ila 90 polimerize bir veya daha fazla yliksek alifatik vinil monomer
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birimi iceren bir veya daha fazla akrilik polimer igceren bir bilesimin bir katman (Lc),
ki burada bahsedilen bir veya daha fazla yiiksek alifatik vinil monomer, serbest
radikal polimerlesebilen bir karbon-karbon ¢ift bag iceren ve ayrica izo-butil, tert-
biitil, 2-etilheksil, 8 ila 18 karbon atomuna sahip alkil gruplan, stearil, izoboril ve
bunlarin kansimlarindan segilen yiiksek alifatik grupdan se¢ilmis bir veya daha fazla

yiiksek alifatik grup iceren bir monomerdir.

Bu bulusun ikinci bir yonii, bir alt tabakanin (Sd) birinci yondeki esya ile temas
ettirilmesi islemi ile yapilan bir baglanmis esyadir, burada séz konusu substrat (Sd)

$0z konusu katmanla (Lc) temas halindedir.

Asagidakiler, cizimlerin kisa bir agiklamasidir.

Sekil 1, alt tabakay1 (Sa) (1); -10 ° C veya daha duisiik Tg'ye sahip bir veya daha fazla
akrilik polimer (POLDb) igeren bir bilesimin (Cb) tabakast (Lb) (2); ve polimerin
agirhgma gore agirlikca 20 ila 90 polimerize edilmis bir veya daha fazla yiiksek
alifatik vinil monomer birimi igeren bir bilesimin (Cc) tabakasimi (Lc) (3) gisteren
meveut bulusun basimca duyarh yapigkan bir malzemesinin dikey bir kesitidir. Sekil 1,
hicbir sekilde olceklendirilmek icin c¢izilmemistir. Ornegin, bu bulusun basinca
duvarli yapiskan maddesinin, Sekil I'de gosterilen yatay vonde boyutu, Sekil I'de
gosterilen dikey yondeki boyuttan 1000 veya daha fazla bir faktor faktori ile daha
biiyiik olabilir.

Sekil 2 (ayrica olgeklenmemis), ilave bir substratla (Sd) (4) temas halinde olan

katmani (Lc) (3) gostermektedir.

Asagidaki, bulusun ayrintilt bir agiklamasidir.

Burada kullamldigr gibi, asagidaki terimler, baglam aksi acikga belirtilmedikge

belirtilen tanimlara sahiptir.

Burada bir oramin X: 1 veya daha biiyiik oldugu stylendiginde, oranin Y: 1 oldugu
anlamina gelir, buradaki Y, X'e esit veya daha biiyiiktiir. Ornegin, bir oranin 3: 1 veya
daha biiyiik oldugu sdyleniyorsa bu oran 3: 1 veya 5: 1 veya 100: 1 olabilir, ancak 2: 1

olmayabilir. Benzer sekilde, oranin W: 1 veya daha az oldugu stylendiginde, oranin
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Z: 1 oldugu, Z'nin W'ye esit veya daha az oldugu anlamina gelir. Ornegin, bir oranin
15: 1 oldugu sdyleniyorsa, daha az, bu oran 15: 1 veya 10: 1 veya 0.1: 1 olabilir,

ancak 20: 1 olmayabilir.

Burada kullanilan Dinamik Mekanik Analiz (DMA), kesme geometrisinde lineer
viskoelastik araliginda 1 sn-1 frekansinda yapilan Slgiimleri ifade eder. DMA, elastik
modiili (G "), kayip modiiliinii (G ") ve tandelta'yr (G" yi1 eszamanli olarak "tan (")
"olarak adlandirilan G" ye bdlerek bulunan boéliim) Slger. Tandelta'vi sicakligin bir
fonksivonu olarak gosteren bir egri burada "tandelta egrisi” olarak bilinir. Elastik
modiil burada kilopaskal (kPa) cinsinden rapor edilir. Bir malzemenin cam gegis
sicakhigt (Tg), ASTM D7426-08 (Amerikan Test ve Malzemeler Dernegi,
Conshohocken, PA, ABD) test yontemine gore orta nokta ydntemi ve dakikada 10 ° C

sicaklik tarama hiza kullanilarak diferansiyel tarama kalorimetresi ile belirlenir.

Burada kullamlan bir "polimer", daha kiiglik kimyasal tekrarlama initelerinin
reaksiyon esyalarindan olusan nispeten biiylik bir molekiildiir. Polimerler, dogrusal,
dallanmus, y1ldiz seklinde, ilmekli, asir1 dallanmis, capraz baglanmis veya bunlarin bir
kombinasyonu olan yapilara sahip olabilir; polimerler, tek tip bir tekrar iinitesine
('homopolimerler') sahip olabilir veya birden fazla tekrar iinitesine (’kopolimer') sahip
olabilirler. Kopolimerler, rasgele, sirali, bloklar halinde, baska diizenlemelerde veya
bunlarin herhangi bir karistminda veya bir kombinasyonunda rasgele diizenlenmis

cesitli tekrar birimleri tiplerine sahip olabilir.

Polimer molekiiler agirhklar, érnegin boyut dislama kromatografisi (SEC, ayrica jel
gegirgenlik kromatografisi veya GPC olarak da adlandirilir) gibi standart yontemlerle
olgiilebilir. Polimerler, agirlik ortalamali molekiiler agirhga (Mw) 1000 veya daha
fazladir. Polimerler asin yiikksek Mw'ye sahip olabilir; bazi polimerler 1.000.00('un
tizerinde Mw'ye sahiptir; tipik polimerlerin Mw'si 1.000.000 veya daha azdir. Bazi
polimerler capraz baglanmistir ve ¢apraz baglanmis polimerlerin sonsuz Mn've sahip

oldugu diisiiniilmektedir.

Burada kullanilan "polimerin agirh$1”, polimerin kuru agirlig1 anlamina gelir.
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Bir polimerin tekrar birimlerini olusturmak icin birbirleriyle reaksivona girebilen
molekiiller burada "monomerler” olarak bilinir.

Bu sekilde olusturulan tekrar birimleri, burada monomerin "polimerize edilmis
birimleri” olarak bilinir. Vinil monomerleri agsagidaki yapiya sahiptir,

R° R®

R'—C=—=C—FR’
burada Ri, R2, R3 ve R4’lin her birinin bagimsiz olarak bir hidrojen, bir halojen, bir
alifatik grup (6rnegin bir alkil grubu), bir ikame edilmis alifatik grup, bir aril grubu,
bir ikame edilmis aril grubu oldugu, bagka bir ikame edilmis veya edilmemis organik

grup veya bunlarin herhangi bir kombinasyonudur.

Bazi uygun vinil monomerleri, drnegin, stiren, ikame edilmis stirenler, dienler, etilen,
diger alkenler, dienler, etilen tiirevleri ve bunlarin karisimlarim icerir. Etilen tiirevleri,
drnegin, asagidakilerin ikame edilmemis veya ikame edilmis versiyonlarini igerir:
ikame edilmis ya da edilmemis alkanoik asitler (Srnegin vinil asetat ve vinil
neodekanoat dahil), akrilonitril, (met)} akrilik asitler, (met) akrilatlar, (met)
akrilamitler, vinil kloriir, halojenli alkenlerin etenil esterleri ve bunlarin karisimlari.
Burada kullanildig gibi "(met) akrilik", akrilik veya metakrilik anlamima gelir; "(met)
akrilat”, akrilat veya metakrilat anlamina gelir; ve "(met) akrilamid”, akrilamid veya
metakrilamid anlamina gelir. "Ikame edilmis", 6rnegin alkil grubu, alkenil grubu,
vinil grubu, hidroksil grubu, karboksilik asit grubu, diger fonksiyonel gruplar ve
bunlarin kombinasyonlar1 gibi en az bir bagl kimyasal gruba sahip oldugu anlamina
gelir. Bazi1 diizenlemelerde ikame edilmis monomerler, érnegin birden fazla karbon-
karbon ¢ift bagina sahip monomerler, hidroksil gruplarina sahip monomerler, diger
fonksiyonel gruplara sahip monomerler ve fonksiyonel grup kombinasyonlarina sahip
monomerler icerir. (Met) akrilatlar ikame edilmis ve edilmemis esterler veya (met)

akrilik asitin amidleridir.

Burada kullanildigr gibi, akrilik monomerler, (met) akrilik asit, (met) akrilik asitin
alifatik esterleri, alifatik grup tizerinde bir veya daha fazla ikame sahibi (met) akrilik
asitin alifatik esterleri, {met) akrilamid, N-ikameli (met) akrilamid ve bunlarin

karisimlarindan se¢ilen monomerlerdir.
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Burada kullamildig gibi, yiiksek alifatik bir vinil monomer, serbest radikal
polimerizasyonu yapabilen ve ayrica R2'nin secildigi bir veya daha fazla yiiksek
alifatik grup "R2" iceren bir karbon-karbon ¢ift bagim iceren bir monomerdir, burada
R2, izo-biitil (met) akrilat, tert-biitil (met) akrilat ve 5 veya daha fazla karbon
atomuna sahip ikame edilmemis alifatik gruplardan sec¢ilmektedir. Alhfatik gruplar

dogrusal, dallanmus, siklik, multisiklik veya bunlarin bir kombinasyonu olabilir.

Burada kullanildig1 gibi, viniromatik monomerler, stiren, alfa-alkil stirenlerden ve

bunlarin karisimlarindan secilen monomerlerdir.

Burada kullanilan "akrilik" bir polimer, polimerize edilmis birimlerin 30 veya daha
fazlasinin akrilik monomerlerden secildigi ve ayrica 5 veya daha fazla polimerize
edilmis birimin akrilik monomerler ve vinilaromatik monomerlerden olusan gruptan

secildigi bir polimerdir. Yiizdeler, polimerin agirligina gore agirlikcadir.

Burada kullamldig: gibi, bir olefin polimeri, polimerize edilmis monomer birimlerinin
% ‘70 veya daha fazlasimin, polimerin agirhigina gore agirhikca hidrokarbon alkenler,

hidrokarbon dienler ve bunlarin karigimlarindan secildigi bir polimerdir.

Bir yapiskanlastirict, molekiil agirlhigi 500 ila 10.000 olan ve cam gecis sicakliginin 0
® C veya daha yiiksek oldugu organik bir bilesiktir.

Basinca Duyarli Bir Yapistiric1 (PSA), yapiskan ile substrati temas haline getirmek
icin basing uygulandiginda bir substrat ile bag olusturan bir yapistiricidir. Bag, ilave
malzeme ilavesi veya 1s1 uygulamasi olmadan olusur. Burada kullamldigr gibi,
basinca duyarli bir yapiskan esya, basinca duyarli bir yapiskanin bir birinci alt
tabakaya yapistirildigi ve PSA'nin bir yiizeyinin ("mevcut yviizey") ikinci bir alt tabaka
ile temas etmek icin mevcut oldugu bir esyadir. PSA'nin mevcut yiizeyi, bir serbest
birakma malzemesi ile temasta olabilir veya olmayabilir. Bir serbest birakma
malzemesi, PSA ile zayif bir bag olusturan bir malzemedir ve mevcut yiizeyin agiga

cikmasi i¢in kolayca cikarilabilir.

Terkibin, terkibin agirhigina gore agirlikca % 25 veya daha fazla miktarda su icermesi

durumunda "sulu” oldugu kabul edilir.
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Mevcut bulug, burada etiketli bir substrat (Sa) olarak adlandirilan bir substratin
kullanimim igerir. Substrat (Sa) herhangi bir malzeme olabilir. Tercih edilenler kagit,
polimer film ve metal folyodur. Polimer filmler arasinda tercih edilenler polyester
filmlerdir. Polimer filmler arasinda tercih edilenler en az bir tarafin korona desarj: ile

muamele edildigi filmlerdir.

Substrat (Sa) ile temas halinde, burada bilesim (Cb) olarak adlandirilan
yapiskanlastirict olmayan bir bilesimin bir tabakasidir. Bilesim (Cb), burada polimer
(POLD) olarak adlandirilan bir veya daha fazla polimer icerir. Polimer (POLb), -10 °
C veya daha diisiik, tercihen -20 ° C veya daha diisiik; daha tercihen -30 ° C veya
daha diisiik bir Tg'ye sahiptir. Tercihen polimer (POLb), -100 © C veya daha yiiksek
bir Tg'ye sahiptir. Tercihen, bilesim (Cb) igerisindeki yapiskanlastirict miktari,
bilesimin (Cb) kuru agirhifina gore agirhikca % 10'dan daha azdir; daha tercihen % 3

veya daha az; daha tercihen % 1 veya daha az; daha tercihen sifirdir.

Tercihen, polimer (POLb) bir akrilik polimerdir. Tercihen, polimer (POLDb)
icerisindeki polimerize akrilik monomer birimlerinin miktari, agirhik¢a % 50 veya
daha fazla polimerin (POLb) agirligina dayalidir; daha tercihen% 70 veya daha fazla;
daha tercihen% 90 veya daha fazla; daha tercihen% 99 veya daha fazla. Tercihen,
polimer (POLb) Mw 10.000 veya daha yiiksek; daha tercihen 50.000 veya daha
yilksektir.

Tercihen, polimer (POLDb) bir veya daha fazla n-biitil akrilat (n-BA), etil akrilat (EA),
izoktl akrilat (i-OA) veya bunlarin bir karnsiminin polimerize edilmis birimlerini
igerir. Bu tarifnamede kullanildigr haliyle, "izoktil", dallannus bir konfigiirasyonda
tam olarak 8 karbon atomu iceren ikame edilmemis bir alkil grubudur. "Izoktil"
terimi, 8-karbonlu alkil gruplarinin ttim dalli izomerleri ve 6rnegin 2-etilheksil grubu,
dimetil-heksil gruplari, metil-heptil gruplari, trimetil-pentil ve bunlarin karisimlari
dahil olmak iizere bu tiir izomerlerin tim karistmlarmi igerir. Tercihen, polimerin
(POLb) agirlifina bagli olarak, polimer (POLb} icindeki polimerize edilmis n-BA,
polimerize EA ve polimerize 1-OA birimlerinin miktarlarinin toplami,% 50 veya daha

fazla; daha tercihen % 75 veya daha fazla; daha tercihen % 90 veya daha fazladar.
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Tercihen, bilesim icindeki (Cb) 10.000 veya daha yiiksek Mw'ye sahip her polimer bir

akrilik polimerdir.

Tercihen, bilesimdeki (Cb) tim yapiskanlastinicilanin miktan, bilesimin (Cb) kuru
agirhgina gore agirhkga % 10 veya daha az; daha tercithen % 3 veya daha az; daha

tercihen sifirdar.

Tercihen, polimer (POLDb} icindeki polimerize edilmis yiiksek alifatik vinil monomer
birimlerinin miktar1 % 10 veya daha azdir; daha tercihen % 1 veya daha az; daha

tercihen sifirdir.

Tercihen, bilesim (Cb) i¢indeki kuru agirhia bagli olarak bilesim (Cb) icindeki
polimer (POLb) miktar1,% 80 veya daha fazladir; daha tercihen % 90 veya daha fazla;
daha tercihen % 95 veya daha fazladur.

Tercihen, bilesim (Cb), bir substrat (Sa) yiiziinde siirekli bir tabaka (LLb) olusturur.

Tercihen, bilesim katmanimin (Cb) kalmhg 7.5 mikrometre veya daha fazladir.

Tercihen, bilesim katmaninin (Cb) kalinlifi, 75 mikrometre veya daha azdir; daha ¢ok

tercihen 55 mikrometre veya daha az; daha tercihen 40 mikrometre veya daha azdir.

Tercihen, bilesim (Cb) bir PSA'nin 6zelliklerine sahiptir. Tercihen, bilesim (Cb), 10 °
Cila 40 ° C araligim igeren bir sicaklik araliginda 20 kPa veya daha yiiksek bir elastik
modiiliine sahiptir. Tercihen, bilesim (Cb), 10 © C ila 40 ° C arasinda 1.000 kPa veya
daha diisiik, daha tercihen 500 kPa veya daha diigiik olan bir sicaklik araliZinda elastik
modiile sahiptir.

Bir bilesim katmani (Cc), bilesim (Cb) katmam (Lb) ile temas halindedir. Bilesim
(Cc), bir veya daha fazla polimer (POLc) icerir. Polimer {(POLc), polimerin {POLc)
agirhgma gore agirhikca % 20 ila % 90 bir veya daha fazla yliksek alifatik vinil
monomer polimerize birimi i¢eren akrilik bir polimerdir. Tercihen, polimer (POLc),
polimerin (POLc) agirlifina gore agirlikca % 40'indan daha fazla bir veya daha fazla
yilksek alifatik vinil monomer polimerize birimi icerir. Tercihen, R2 izo-biitil, tert-

biitil, 2-etilheksil, 8 ila 18 karbon atomuna sahip alkil gruplari, stearil, izoboril ve
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bunlarin kanigimlarindan secilir. Tercihen, R2 bir ikame edilmemis alkil grubudur.

Daha ¢ok tercihen, R2 izobiitildir.

Tercihen, yiiksek alifatik vinil monomer, bir veya daha fazla yiiksek alifatik vinil
ester, bir veya daha fazla yitksek alifatik (met) akrilat ve bunlarin kanigimlarindan

secilir. Yiiksek alifatik metakrilatlar (I) yapisina sahiptir:

‘ il
C—=C O =3

' I_':
buradaki R’, hidrojen veya metildir ve R2, yukarnda tammlandig1 gibidir. Yiiksek
alifatik (met) akrilatlar arasinda, tercihen R1 hidrojendir. Yiiksek alifatik vinil esterler
asagidaki yapiya sahiptir (1)

0

N
+4.0=—CH—G G R-

burada R2 yukarida tanimlandig: gibidir. Yiiksek alifatik vinil esterler arasinda, tercih
edilenler, R2'deki karbon atomlarinin sayisinin 8 ila 12 arasinda oldugu bilegiklerdir.
Tercihen, yiliksek alifatik vinil monomer bir veya daha fazla yiiksek alifatik (met)
akrilat icerir. Daha tercihen, her yiiksek alifatik vinil monomer, bir ylksek alifatik

(met) akrilattar,

Tercihen polimer (POLc), 0 © C veya daha diisiik Tg'ye sahiptir; daha tercihen -10 ° C
veya daha diisiik. Tercihen polimer (POLc), -100 ° C veya daha yiiksek bir Tg'ye
sahiptir.

Tercihen, polimer (POLc), polimerin (POLc) agirhigina gore, agirhkca % S0 veya
daha fazla, daha tercihen % 75 veya daha fazla; daha tercihen % 90 veya daha fazla;
daha tercithen % 98 veya daha fazla miktarda polimerize edilmis akrilik monomer

birimleri icerir.

Tercihen, bilesim (Cc) 'nin kuru agirhigina gore agirlikca biitiin vapiskanlastiricilarin

miktar1 % 10 veya daha azdir; daha tercihen % 3 veya daha az; daha tercihen sifirdir.
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Tercihen, bilesim (Cc) bir PSA'nin 6zelliklerine sahiptir. Tercihen, bilesim (Cc), 10 ©
Cila 40 ° C araligin iceren bir sicaklik araliginda 20 kPa veya daha yiiksek bir elastik
modiiliine sahiptir. Tercihen, bilesim (Cce), 10 ° C ila 40 ° C veya 1,000 kPa veya daha
dusiik, daha tercihen 500 kPa veya daha diisiik olan bir sicaklik araliginda elastik

modiiliine sahiptir.

Tercihen, bilesim katmaninin (Cc) kalinligr 1.25 mikrometre veya daha fazladir.
Tercihen, bilesim katmaninin (Cc) kalinligt 25 mikrometre veya daha azdir; daha cok

tercihen 10 mikrometre veya daha az; daha tercihen 5 mikrometre veya daha azdir.

Tercihen, bu bulusun basinca duyarli yapiskan maddesindeki toplam alifatik vinil
monomerin polimerize edilmis birimlerinin toplam miktari, bilesim (Cb) ve bilesim
{Cc) agirhiklaninin toplami bazinda agirlik¢a, % 10 veya daha az; daha tercihen % 2
veya daha azdir. Tercihen, bu bulusun basinca duyarli yapiskan maddesindeki
polimerize edilmis yiiksek alifatik vinil monomer birimlerinin toplam miktari, bilesim
{Cb) ve bilesim (Cc) agirliklarinin toplamina gore, agirhikca % 0.1 veya daha fazladir;

daha tercihen % 0.3 veya daha fazladir.

Avyrica, bilesimin (Cb), R1’in hidrojen oldugu bir veya daha fazla yap:1 monomerinden
polimerize edilmis birimler icerdigi, R1’in hidrojen oldugu ve aym zamanda 8 karbon
atomuna sahip ikame edilmemis bir alkil grubu oldugu da 6ngériilmektedir. Bu tiir
diizenlemeler arasinda, bilesim (Cb) R1'in hidrojen oldugu bir (veya) yap:
monomerinden bagka hicbir yilksek alifatik monomerin polimerize edilmemis
birimlerini icerir, ki burada Ri1 hidrojendir; R2, tam olarak & karbon atomuna sahip
ikame edilmemis bir alkil grubudur. Bu tiir diizenlemeler arasinda, bilesim (Cc), bir
veya daha fazla izo-butil akrilat, t-biitil akrilat, yapt (I) monomerlerinin
polimerlestirilmis birimlerimi icerecektir, burada R2, 8'den fazla karbon atomuna
sahip ikame edilmemis bir alkil grubudur ve bunlarin karisimlarr; tercihen izo-biitil
akrilat, t-buitil akrilat, izobanil (met) akrilat ve bunlarin karisimlaridir. Bu tiir
diizenlemeler arasinda, (Cc) bilesimindeki tercih edilen miktarlarda polimerize

birimler yiiksek alifatik monomer (Cc) yukarida tarif edildigi gibidir.

Bilesim (Cb) veya bilesim (Cc) birbirlerinden bagimsiz olarak bir veya daha fazla

ilave bilesen icerebilir. Tercihen, bu tiir ilave bilesenler PSA esyasinin performansini
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artirmak icin secilir. Tipik ilave bilesenler arasinda plastiklestiriciler, dolgu
maddeleri, koyulastricilar, pigmentler, antioksidanlar, UV stabilizatérleri, kopiik

kesici maddeler, yiizey aktif maddeler ve bunlarin karigimlari bulunur.

Baz1 diizenlemelerde, bir tabaka (LLb1) sulu bilesime (Cbl) bir katman uygulandiktan
ve kurutulduktan sonra, kuru bilesim katmanina {Cb) bir sulu bilesim (C1) tabakas1

uygulanir (Cc) ve daha sonra sulu bilesim katmanina (Ccl) kurutulur.

Bazi diizenlemelerde, substrata (Sa) sulu bir bilesim (Cbl) tabakasi (Lbl) uygulanir
ve sulu bilesimin (Cbl) tabakasi hala 1slak iken, sulu bilesim (Cb1) tabakasimin iistiine
(Lb1) sulu bir bilesim katmam (Lcl) uygulanir ve daha sonra biitiin topluluk
kurutulur. Bu tiir diizenlemeler arasinda, eszamanli olarak bir tabaka (Lbl) sulu
bilesim (Cbl} tabakasi uygulayan ve ayni zamanda tabakaya (Sa) bir sulu tabaka
{Lcl) tabakasi uygulayan ¢ok katmanh bir kaplama cihazimin kullanilmasi tercih
edilir. (Lbl) sulu bilesimin (Cbl) ve ardindan tiim topluluk kurutulur. Uygun bir
kaplama cihaz1 bir kayan kaplayicidir. Bir kayan kaplayici, iginde sulu bir bilesimin
(Cc1) bir katimm altinda (L.c1) bir sulu bilegim (Ch1) tabakasi (L.b1) bulunan bir sivi
kompozit olusturur; bu katmanlan saglam tutarken, kayan kaplayici, katmanin (Lb1)
substrat (Sa) ile temas etmesini saglayacak sekilde bir substratin (Sa) iizerine bir
katmanin tamamimi uygular ve katmam (Lcl) hava ile temas halinde birakir, daha
sonra, sulu bilesimlerden suyu c¢ikarmak igin tim esya kurutulur. Aym zamanda,
transfer kaplama yontemleri, 6rnegin bir salma astart tizerine bir bilesimin (Cb) bir
bilesim kaplama tabakasim (Ce) yapmayi, daha sonra bilesim tabakasinin (Cb) iistiine
bir kaplama tabakas1 yapmay:1 ve ardindan bilesim tabakasim (Cc) substrat (Sa) ile
temas ettirmeyi (tercthen basing atinda), ve salma astarmm uzaklastirmay: igeren

yontemler diisiiniilebilir.

Mevcut bulug herhangi bir teoriye bagli olmamakla birlikte, Tipik akrilik PSA'larin
siklikla zayif oldugu diisiiniilen poliolefin yiizeylere yapismasinin olmasinin bir
nedeni, akrilik polimerlerin zincir iizerinde nispeten polar olan bir¢ok kimyasal gruba
sahip olmasidir. Tipik bir akrilik PSA'min ylizeyinin sonug¢ olarak nispeten yiiksek bir
yiizey enerjisine sahip oldugu diisiiniilmektedir. Buna karsilik, poliolefin yiizeyler
nispeten polar degildir ve nispeten diisiilk yiizey enerjisine sahip oldugu

disiiniilmektedir. Ylzey enerjisi degerlerinin bu uyumsuzlugunun, tipik akrilik
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PSA'min poliolefin ylizeyini etkili bir sekilde islatmasim onledigi (yani, molekiler
Olcekte temas etme) oldugu diisiiniilmektedir. Polimerize edilmis yliksek alifatik vinil
monomer birimlerinin varhi@inin, PSA'min yiizeyinde daha disiik bir yiizey enerjisi
sagladifn ve boylece poliolefin yiizeyinin 1slanmasim iyilestirdigi ve bdylece

poliolefin yiizeylerine yapismayi iyilestirdigi diistiniilmektedir.

Mevcut bulusa ait basinca duyarli yapiskan maddenin, ilave bir substratla (Sd) temas
ettirilerek kullanilmaya baslandig1 diisiiniilmektedir. Bilesimin (Cc) ve substratin (Sd)
samimi bir temasa sokulmasi ve ardindan salinmasi icin basing uygulanacag:
diistiniilmektedir. Sonucun, basinca duyarli yapigkan maddenin hala saglam oldugu ve
bilesimin (Cc) substrat (Sd) ile baglandigi bir bagl esya oldugu diisiiniilmektedir.
Substrat (Sd) herhangi bir madde olabilir. Tercihen, Substrat (Sd) bir poliolefindir.
Tercihen, substrat (Sd), 50 ° C veya daha yiiksek bir Tg'ye sahiptir.

Asagidakiler, bu bulusun 6rmekleridir.

Asagidaki omeklerde kullanilan malzemeler asagidaki gibidir.

Etiket Acgiklama Polimerlestirilmis tiniteler 'V

PSA-L PSA, diigiik makaslamali tip, sulu akrilik polimer lateks. % 95'ten fazla: BA ve EA geri
kalaninin kangimi:diger akrilik
monomerler

PSA-H PSA, yiiksek kesme tipi, sulu akrilik polimer lateks. % 95'ten fazla: BA ve EA geri
kalamnmin kangimi:diger akrilik
monomerler

PSA-Z PSA, sulu akrilik polimer lateks. % 40'dan fazla: izo-butil akrilat

kalinti:diger akrilik
monomerler
PET  polietilen tereftalat filmi, kalinhi@ 50.8 pm,
Adhesives Consultants tarafindan saglanmistir
HDPE vyiiksek yogunluklu polictilen, Adhesives Consultants
tarafindan saglanmigtir

Not (1): PSA'nim agirh@ina gore agirlikca

HDPE Peel testi PSTC Test Yontemi 101 (Basinca Duyarli Teyp konseyi, Naperville,
IL, ABD), HDPE test substrati, 20 dakika kalma siiresi, 180 ° 'de, 25 mm genislikte

(N / 25 mm) Newton cinsinden rapor edilen PSTC Test Yontemi 101 olmustur.

11
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SS Kayma testi, PSTC Test Yontemi 107 (Basinca Duyarlt Bant konseyi, Naperville,
1L, ABD) idi, paslanmaz celikten test substrati ile test alamt 25 mm x 25 mm, kiitle 1
kg idi. Rapor edilen sonuglar basanisizlik zamamdir (">" semboli, testin gosterilen

zamanda basansizliktan 6nce durduruldugu anlamina gelir).

Tek katmanli PSA'lar asagidaki gibi yapildi. PET filmin korona ile tedavi edilen
tarafina bir PSA-L katmani uygulandi. Kaplama daha sonra 5 dakika boyunca 80 °

C'de bir firina yerlestirilerek kurutuldu. Kuru kalinlik 22.5 mikrometre idi.

Iki katmanli PSA'lar asagidaki gibi yapildi. Tek katmanli PSA yénteminde oldugu
gibi bir PSA-L tabakasi uygulanmis ve kurutulmustur. Kuru birinci kaplamanin
kalinhig1 20.0 mikrometre idi. Daha sonra, bir PSA-Z tabakas1 uygulandi ve tek
katmanh PSA yonteminde oldugu gibi kurutuldu. Kuru ikinci kaplamanin kalinlig 2.5

mikrometreydi.

Omek 1: Diisiik kesmeli bir yapiskanmn modifikasyonu.

Sonuclar asagidaki gibivdi.

Tip HDPE Soyma (N /25mm) SS Kesme (saat)
tek katman (karsilagtirmali) 3.9 4.6
Iki Katman 6.1 11.6

Bu bulusun iki katmanli 6rnegi, hem HDPE'deki soyma mukavemetinde hem de

paslanmaz celie makaslama baglarinda gelismeler goéstermektedir.

Ornek 2: Yiiksek kesmeli bir yapiskanin modifikasyonu.

Kaplamalar, tiim durumlarda PSA-H'nin PSA-L yerine kullanilmasi disinda, Ornek
I'deki gibi yapilmustir.
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Sonuglar agsagidaki gibiydi.

Tip HDPE Soyma (N / 25mm)  SS Kesme (saat)
tek katman (kargilagtirmal) 1.2 58.5
Iki Katman 4.1 4.0

Bu bulugsun iki katmanli Ornegi, HDPE izerindeki soyma mukavemetindeki
gelismeler1 gosterir ve paslanmaz celige kullanigh bir kesme derecesinde baglanma

saglar.
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